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OZET
HIZLI DAGILAN DOKUNMAMIS BAGLAYICI

Sulu bir ortamda dagilabilir bir dokuma olmayan substrat olusturmak icin, en az 10
olan bir polidispersite indeksine, emiilsiyon polimerinin agirhgma bagh olarak,
agirhikga ortalama molekiil agirhg 1.000.000'den az ve agirlik¢a yiizde 8 ila agirlik¢a
yizde 22 asit monomere sahip olan bir emiilsivon polimeri iceren bir sulu dokuma
olmayan baglayict ile bir elyafli substratin temas ettirilmesini igeren veya esasen
bunlardan olusan bir sulu ortam iginde olusturmaya yonelik bir yontem saglanmustir.
Sulu dokunmamuis baglayici, asagidaki adimlar iceren bir yontemle hazirlanir:

a) bir baglatic1 kullanarak sulu bir ¢ézeltide en az bir mono-etilenik olarak doymanmis
monomeri ve en az bir asit monomeri emiilsiyon polimerize etme ki burada baslatici,
sulu ¢ozeltide, emiilsiyon polimerini olusturmak iizere monomerlerin toplam
agithgina dayal olarak agirhikca yiizde 0.5 ila afirlik¢a ylizde 1.5 arasinda bir
miktarda bulunur; ve b) emilsiyon polimerini, sulu dokunmamus baglayicinin
olusturulmas1 i¢in pKb'si 4 ila 7 olan bir amin, bir alkali hidroksit ve bunlarin
kombinasyonlarindan olusan gruptan segilen bir nétrlestirici ile notralize edilmesi.
Dagilabilir dokunmamis substratlar, bebek bezleri, kisisel bakim bezlen, temizlik
bezleri veya pH degerinin 5 veya 6'min altinda olan losyon iceren dider islak

dokunmamus bezleri tiretmek icin kullanilabilir.

21



10

15

20

25

30

ISTEMLER

1. Sulu bir ortamda dagilabilir bir dokuma olmayan substrat olusturmak igin bir
yontem olup, en az 10 olan bir polidispersite indeksine, emiilsiyon polimerinin
agithgima bagh olarak, agirhkga ortalama molekil agirh@ 1.000.000'den az ve
agirlikca yiizde 8 ila agirlikca yiizde 22 asit monomere sahip olan bir emiilsiyon
polimeri iceren bir sulu dokuma olmayan baglayici ile bir elyafli substratin temas
ettirilmesini icerir;

burada sulu dokunmamis baglayici, asagidaki adimlar iceren bir ydntemle hazirlanir:
a) bir baslatic1 kullanarak sulu bir ¢ézeltide en az bir mono-etilenik olarak doymams
monomeri ve en az bir asit monomeri emiilsiyon polimerize etme ki burada baslatici,
sulu ¢ézeltide, emillsiyon polimerini olusturmak {izere monomerlerin toplam
agithgina dayal olarak agirhikca yiizde 0.5 ila agulik¢a ylzde 1.5 arasinda bir
miktarda bulunur; ve b} emiilsiyon polimerini, sulu dokunmamis baglayicinin
olusturulmas: icin pKb'si 4 ila 7 olan bir amin, bir alkali hidroksit ve bunlarn

kombinasyonlanndan olusan gruptan secilen bir notrlestirici ile notralize edilmesi.

2. Istem l'e gére bir ydéntem olup, burada emiilsiyon polimeri agirhikga ortalama
molekiil agirlig 500.000'den az ve agirlikga yiizde 12.5 ila agirlikca viizde 20 asit

monomerine sahiptir.

3. Istem l'e gore bir yontem olup, burada emiilsiyon polimeri agirlikca ortalama
molekiil agirhg 400.000'den az ve agirhkga yiizde 14 ila yiizde 16 asit monomerine

sahiptir.

4. Istem l'e gore bir ydntem olup, burada emiilsiyon polimeri agirlik¢a ortalama

molekiil agirhig 900.000'den az ve agirlikca ylizde § ila yiizde 11 asit monomerdir.

5. Istem 1'e gore bir yontem olup:

temas ettirllmemis bir dokunmamis substrat olusturmak i¢cin dokunmamig bir
substratm bahsedilen sulu dokunmamis baglayici ile temas ettirilmesi; temash
dokunmamis substratin 1sitilmis bir temasli dokunmams substrat olusturmak {izere

120 ° C ila 220 ° C sicakliga 1sitilmasi; ve
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temas ettirilmis 1sitilnis dokunmamis substratin, sulu bir ortamda dagilabilir bir
dokunmami§s kumas temin etmek lizere 5'in altinda bir pH'a sahip sulu bir ortama

batirilmasi adimlarim igerir.

6. Istem 1'e gbre bir yéntem olup, burada emiilsiyon polimeri etil akrilat, stiren, akrilik

asit ve ikonik asit igerir.

7. Istem 1-6'dan herhangi birine uygun bir yontem olup, buradaki baslatici, alkali
persiilfatlar, amonyum persiilfat, hidrojen peroksit, t-biitil hidroperoksit, t-amil
hidroperoksit, azobis siyanerik asit ve bunlarim kombinasyonlarindan olusan gruptan

secilir.

8. Istem 1-7'den herhangi birine gore bir yontem olup, burada notrlestirme asamasi %

80 ila % 100 nétrlestirilmis bir polimerle sonuglanir.

9. Istem 1-8'den herhangi birine gore bir yontem olup, burada b) asamasmdaki
notrlestirmeden énce emiilsiyon polimeri -20 ° C ila 30 ° C arahi@inda bir cam gecis

sicakligma sahiptir,

10. Dagilabilir bir silme iirtinii olup:

a) bir elyafl: substrat; ve

b) en az 10 polidispersite indeksine, 1.000.000'den az agirlik¢ca ortalama molekiil
agirh@ ve agirhkega yizde 8 ila agulikea yluzde 22 asit asit monomerine sahip bir
emiilsiyon polimeri iceren bir sulu dokuma olmayan baglayicr igerir,

burada sulu dokunmamis baglayici:

a) bir baslatict kullanarak sulu bir ¢cézeltide en az bir mono-etilenik olarak doymamis
monomeri ve en az bir asit monomeri emiilsiyon polimerize etme ki burada bagslatici,
sulu c¢ozeltide, emiilsiyon polimerini olusturmak iizere monomerlerin toplam
agirhigina dayali olarak agirlikca vyiizde 0.5 ila agirlikca yiizde 1.5 arasinda bir
miktarda bulunur; ve

b) emiilsiyen polimerini, sulu dokunmamig baglayicinin olusturulmasi icin pKb'si 4
ila 7 olan bir amin, bir alkali hidroksit ve bunlarin kombinasyonlarindan olusan
gruptan secilen bir notrlestirici ile notralize edilme

adimlarini igeren bir yontemle hazirlanir.
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11. Istem 10'un dagilabilir silme iiriinii ile hazirlanan bir bebek mendili.

12. Istemn 10'un dagilabilir silme iiriinii ile hazirlanms bir kigisel bakim mendili.

13. istem 10'un dagilabilir silme iiriinii ile hazirlanan bir temizlik mendili.
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TARIFNAME
HIZLI DAGILAN DOKUNMAMIS BAGLAYICI

Ilgili Basvurulara Referans

Mevcut basvuru 20 Agustos 2014 tarthinde dosyalanan ABD Gegici Basvurusu No.
62 /039,697 nin faydalarini talep eder.

Bulusun Alani

Bu bulus, dagilabilir dokunmamis substrat bilesimleri ve bunlardan yapilan dagilabilir

dokunmamuis substratlan olusturmak i¢in bir yontem ile ilgilidir.

Bulusun Arka Plani
ABD 4,242,408, asit pH'da yiiksek 1slak mukavemete ve baz pH'da disiik 1slak

mukavemete sahip olan kolayca atilabilir dokuma olmayan iiriinler ile ilgilidir.

Su anda, atk su aritma endiistrisi, 1slak mendil gibi atlabilir iiriinlere odaklanmakta
olup, ekipmanda ttkanmaya neden olmakta ve zorluklara neden olmakta ve atk su
aritma tesislerinde aksama siirelerine neden olmaktadir. Bu nedenle, kullanim
sirasinda yeterli gerilme mukavemetine sahip, ancak suda kolayca dagilabilen

mendiller istenmektedir.

Tuvalet akitildiktan sonra sudaki dagilmayir artirmak icin cesitli baglayicilar
geligtirilmistir. Ornekler arasinda, dagnlabilirligi saglamak iizere silme ve suda
kullamlan sivi / losyon arasindaki pH farklanindan yararlanan baglayicilar
bulunmaktadir. Bu sekilde, bir mendil kullamilirken bozulmamis olabilir ve bir kez
atik su sistemine yerlestirildiginde parcalanabilir. Ornegin, bir iyon duyarli baglayic
kullanilabilir. Bu baglayicilar ¢oziicii bazli olma egilimindedir ve tuz kullanilmasini
gerektirir. Bununla birlikte, sert su gibi belirli ortamlarda dagilmayabilirler. Diger
baglayicilarin ticari olarak gonderilmesi zor olabilir ve yerinde formiile edilmesi
gerekir. Ek olarak, degisen endiistri standartlarin1 karsilamak icin yeni teknoloji

gereklidir.
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Bu nedenle, kabul edilebilir dagilabilirligi korurken gelistirilmis kuvvete sahip olan
ekonomik olarak dagilabilir bir dokunmamis substrat bilesimi ve kolayca

gonderilebilecek olan emiilsiyon polimer baglayicilar arzu edilecektir.

Bulusun Ozeti

Bu bulus, sulu bir ortamda dagilabilir bir dokuma olmayan substrat olusturmak igin
bir yontem saglar. Mevcut bulug ayrica, bebek mendilleri, kisisel bakim mendilleri,
temizlik mendilleri veya bu yontemle olusturulan dagilabilir dokunmanus substrattan
yapilan pH 5 veya 6'min altinda bir losyonu olan herhangi bir i1slak dokunmanusg

kumas sunar.

Bulusun birinci yoniinde, sulu bir ortamda dagilabilir bir dokuma olmayan substrat
olusturmak i¢in, en az 10 olan bir polidispersite indeksine, emiilsiyon polimerinin
agithgina bagh olarak, afirlikca ortalama molekiil agirh@ 1.000.000'den az ve
agirhkca yiizde 8 ila agirhkca yiizde 22 asit monomere sahip olan bir emiilsiyon
polimeri iceren bir sulu dokuma olmayan baglayici ile bir elyafli substratin temas
ettirilmesini iceren veya esasen bunlardan olusan bir sulu ortam iginde olusturmaya
yonelik bir yontem saglanmisgtir;

burada sulu dokunmamis baglayici, asagidaki adimlan i¢eren bir yontemle hazirlanir:
a) bir baslatict kullanarak sulu bir ¢dzeltide en az bir mono-etilenik olarak doymamus
monomeri ve en az bir asit monomeri emiilsiyon polimerize etme ki burada baslatici,
sulu c¢ozeltide, emilsiyon polimerini olusturmak iizere monomerlerin toplam
agirh@ma dayali olarak agirhkca yiizde 0.5 ila agirhkga yizde 1.5 arasinda bir
miktarda bulunur; ve b) emiilsiyon polimerini, sulu dokunmamis baglayicinin
olusturulmas: i¢in pKb'si 4 ila 7 olan bir amin, bir alkali hidroksit ve bunlarm

kombinasyonlanindan olusan gruptan segilen bir notrlestirici ile notralize edilmesi.

Avyrica, onceki herhangi bir diizenlemenin yontemi ile olusturulan dagilabilir bir

dokunmamuis substrat da saglanir.

Bulusun bir bagka yoniinde, asagidakileri iceren dagilabilir bir silme iirlinii saglanir:
a) bir elyafli substrat; ve
b) en az 10 polidispersite indeksine, 1.000.000'den az afirlik¢a ortalama molekiil

agithg ve agirlikca vizde 8 ila agirhikca yiizde 22 asit asit monomerine sahip bir
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emiilsivon polimeri iceren bir sulu dokuma olmayan baglayici, burada sulu
dokunmamuis baglayici, asagidakilerden olugan bir yontemle hazirlanir:

a) bir baglatic1 kullanarak sulu bir ¢ézeltide en az bir mono-etilenik olarak doymarnms
monomeri ve en az bir asit monomeri emiilsiyon polimerize etme ki burada baslatici,
sulu ¢ozeltde, emiilsiyon polimerini olugturmak iizere monomerlerin  toplam
agirthgma dayali olarak agirhkea yiizde (.5 ila agirhkga yiizde 1.5 arasinda bir
miktarda bulunur; ve

b) emiilsiyon polimerini, sulu dokunmamis baglayicinin olusturulmast igin pKb'si 4
ila 7 olan bir amin, bir alkali hidroksit ve bunlarin kombinasyonlarindan olusan

gruptan secilen bir nétrlestirici ile notralize edilmesi.

Bulusun diger yonlerinde, her biri burada tarif edilen dagilabilir silme iiriinii ile
hazirlanan bir bebek mendili, kisisel bir bakim mendili ve bir temizlik mendili

saglanmastir.
Onceki uygulamalardan herhangi birine uygun olarak, bebek bezleri, kisisel bakim
bezleri, temizlik bezleri veya 6'min altinda bir pH'a sahip bir losyon iceren herhangi

bir 1slak dokunmams kumas gibi dagitilabilir bezler saglanmstir,

Bulusun avrintili aciklamasi

Bu bulus, sulu bir ortamda dagilabilir bir dokunmarms substrat olusturmak i¢in bir
yontem ve bebek, kisisel bakim veya temizlik bezleri gibi bir bez veya losyonu, bu
yontemle olusturulan dagitilabilir dokunmamg substrattan yapilmis pH 5.5'in altinda

olan herhangi bir 1slak dokunmamis kumas sunar.

Bu bulusun bir sulu ortaminda, buradaki 'sulu’ ile dagilabilir bir dokuma olmayan
substrat olusturma ydnteminde, siirekli fazin su oldugu veya alternatif olarak, agirlikls
olarak su igeren ancak istege bagh olarak suya karisabilen ¢oziicli, biyositler,
yumusaticilar, tamponlar, selatlayicilar ve yiizey aktif maddeler ve diger bilesenleri
iceren bir karistm oldugu bir bilesim anlamina gelir. Burada "dagilabilir” ile,
dokunmamis substratin uygun kosullar altinda en az bir taneye parcalanmasina neden
olabilecegi kastedilmektedir: daha kiiciik parcalar, elyaf agregalari, ayn ayr elyaflar

ve bunlarin karisimlari.
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Buradaki "dokunmamus" terimi, tipik olarak dokuma veya drme bir malzeme olmayan
tabaka veya ag formunda kumas benzeri bir elyaf grubunu ifade eder. Dokunmamis
substrat kagit icerir; dokunmamis kumaglar; kegeler ve paspaslar; veya diger lif
gruplarim icerir. Dokunmamis substrat sunlar icerebilir: pamuk, ipek ve odun hamuru
gibi seliilozik elyaflar; polyester, cam ve naylon gibi sentetik elyaflar; ¢ift bilesenli
lifler; ve bunlarin kansimlari. Bir diizenlemede, dokunmamis substrat, hidrojen
bagma girebilen baskin bir miktarda elyafa sahiptir. Alternatif bir diizenlemede,
dokunmamis substrat baskin bir miktarda seliilozik elyaf icerir. Dokunmamis substrat,
teknikte ornegin 1slak serilmis, havada serilmis, egirerek baglama, eSirerek eritme ve
hidrojene edici ag olusumu gibi yodntemlerle olusturulabilir. Lifler tipik olarak
uzunluklart ve bilesimleri islemden gecirilmis dokunmamis substratin nihai

dagitilabilirligi ile 6zdes olmadig icin segilir.

Sulu bir ortamda dagilabilir bir dokunmamis substrat olusturma ydntemi, bir elyafh
substratin, en az 10 polidispersite indeksine, 1.000.000'den az agirlik¢a ortalama
molekiil agirlig ve emiilsiyon polimerin agirhigina gére agirhikca yiizde 8 ila agirhkca
yiizde 22 asit asit monomerine sahip bir emiilsiyon polimeri iceren bir sulu dokuma

olmayan baglayici ile temas etmesini igerir, ihtiva eder, veya esasen igerir.

Sulu dokunmamuis baglayict bir emiilsiyon polimeri; vyani, sulu bir emiilsivon
polimerizasyon isleminde etilenik olarak doymamis monomerlerin serbest radikal
polimerizasyonu ile hazirlanan bir polimer icerir. Emiilsivon polimeri, kopolimerize
edilmis birimler halinde, emiilsiyon polimerinin agirh@ma baglh olarak agirhkga
yiizde 8 ila 22 asit monomeri igerebilir. Afirhikca yiizde 8 ila 22 arasindaki biitiin
araliklar buraya dahil edilmigtir ve burada agiklanmaktadir; Grnegin, asit
monomerlerinin agirhk yiizdesi, 8, 12.5 veya 14 alt sininindan 11, 16, 20 veya 22 list

sinurina kadar olabilir.

Emiilsiyon polimeri, en az 10'luk bir polidispersite indeksine sahiptir. 10'dan biiyiik
veya ona esit olan tiim araliklar buraya dahil edilir ve burada acgiklanir, drnegin
emiilsivon polimeri, 15, 20, 30, 40 veya 50'lik bir polidispersite indeksine sahip

olabilir.
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Emiilsiyon polimeri ayrica 1,000,000'den az bir agirhik ortalama molekiiler agirliga
sahiptir. 1000,000'den daha az olan tiim araliklar buraya dahil edilir ve burada
aciklamir, ornegin emiilsiyon polimeri, 900,000'den az, 500,000'den az veya

400,000'den az bir agirhik ortalama molekiiler agirliga sahip olabilir.

Cesitli diizeneklerde agirlik¢a yiizde belirli asit monomer araliklari, nétrlestirme
isleminden sonra agirlikca en az ylizde 20'lik bir kati madde icerigine sahip bir
baglayict madde iiretmek igin istenen viskoziteyi elde etmek igin Ozel agirhk
ortalamali molekiil agirhig araliklarn ile birlestirilir. Agirlikli olarak en az yiizde 20
kati iceren bir kompozisyon genellikle ticari nakliye icin gereklidir. Bir diizenlemede,
emiilsivon polimeri, 500.000'den az ve agirlikca yiizde 12.5 ila agirlikca yiizde 20 asit
monomerinden olusan bir agirlik ortalamali molekiiler agirliga sahiptir. Baska bir
diizenekte emiilsiyon polimeri, 400.000'den az ve agirhkca yiizde 14 ila agirhikea
yiizde 16 asit monomerinden olusan bir agirlik ortalamali molekiiler agirliga sahiptir.
Yine bir bagka diizenlemede, emiilsiyon polimeri agirhkea ortalama molekiiler

agirhiga 900,000'den az ve agirlikga yiizde 8 ila yiizde 11 asit monomerine sahiptir.

Asit monomerleri, monoasit monomerleri ve diasit monomerleri igerebilir. Monoasit
monomerleri, éregin akrilik asit, metakrilik asit, krotonik asit, monometil ikonat,
monometil fumarat, monobiitil fumarat gibi karboksilik asit monomerleri icerir. Diasit
monomerlerinin Ornekleri arasinda, bunlarla simirli olmamak {izere, ikonik asit,
fumarik asit, maleik asit; bunlarin anhidritleri, tuzlar1 ve bunlarin karisimlar1 dahil,

bulunur.

Emiilsiyon polimeri, érnegin metil (met) akrilat, etil {met) akrilat, butil (met) akrilat,
2-etilheksil (met) akrilat, desil (met) akrilat, hidroksietil (met) akrilat, hidroksipropil
{met) akrilat, ureido fonksiyonel (met} akrilatlar ve asetoasetatlar, asetamidler veya
sivanaseratlarin (met) akrilik asit; stiren veya ikame edilmis stirenler; vinil toluen;
biitadien; vinil asetat veya diger vinil esterler; vinil kloriir, viniliden kloriir gibi vinil
monomerleri; ve (met) akrilonitril iceren bir (met) akrilik ester monomer gibi
kopolimerize etilenik olarak doymamis bir monomer icerir. "(Met)" teriminin
ardindan, agiklama boyunca kullanilan (met) akrilat veya (met) akrilamid gibi baska
bir terimin kullanimi, sirasiyla hem akrilatlar hem de metakrilatlar veya akrilamitler

ve metakrilamitler anlamina gelir. En az bir baska kopolimerize etilenik olarak
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doymamis monomer, emiilsiyon polimerinin istenen aralik iginde bir Tg'ye sahip
olacag sekilde secilir. Bir diizenlemede, emiilsivon polimeri etil akrilat, stiren, akrilik

asit ve itakonik asit icerir.

Farkl1 bilesimlere sahip emiilsiyon polimerlerinin kanigimlan da dngoriilmektedir. 1ki
veya daha fazla emiilsiyon polimerinin bir karisimi i¢in, asit monomer icerigi ve Tg,
icindeki emiilsiyon polimerlerinin sayisina veya bireysel bilesimine bakilmaksizin
emiilsivon polimerlerinin genel bilesiminden belirlenecektir. Sulu  dokunmamig
baglayici, asagidakilerden olusan bir yontemle hazirlanir:

a) bir baglatici kullanarak sulu bir ¢ézeltide en az bir mono-etilenik olarak doymamis
monomeri ve en az bir asit monomeri emiilsiyon polimerize etme ki burada baslatici,
sulu c¢ozeltide, emiilsiyon polimerini olusturmak iizere monomerlerin toplam
agith@ina dayali olarak agirhikca yiizde 0.5 ila agirhkga yiizde 1.5 arasinda bir
miktarda bulunur; ve

b) emiilsiyon polimerini, sulu dokunmamis baglayicimin olusturulmasi i¢in pKb'si 4
ila 7 olan bir amin, bir alkali hidroksit ve bunlarin kombinasyonlarindan olusan

gruptan sec¢ilen bir nétrlestirici ile nétralize edilmesi.

Emilsiyon polimerini hazirlamak i¢in kullanilan emiilsiyon polimerizasyon teknikleri,
ornegin ABD Patentleri No. 4,325,856, 4.654.397; ve 4,814,373 'da aciklandig1 gibi
teknikte iyi bilinir. Cesitli diizenlemelerde, emiilsiyon polimerizasyonu, baglatma
islemine (Ornegin, termal veya redoks) bagli olarak oda sicakhig ila 100 ° C
arasindaki bir reaksiyon sicaklifinda gergeklestirilir. Geleneksel yiizey aktif cisimleri,
Ormegin anyonik ve / veya malkali metal veya amonyum alkil stilfatlar, alkil siilfonik
asitler, yag asitleri, kopolimerize edilebilir yiizey aktif cisimleri ve oksietile alkil
fenoller gibi 1yonik olmayan emiilsiyonlastiricilar. Tercih edilenler anyonik
emilgatorlerdir. Kullanilan viizey aktif madde miktari, toplam monomerin agirhigina
bagh olarak, genellikle, agirhikca % (.1 ila % 6'dir. Termal veya redoks baslatma
islemleri kullamlabilir. Geleneksel serbest radikal baslatcilar, érnegin, hidrojen
peroksit, t-biitil hidropetoksit, t-amil hidroperoksit, amonyum ve / veya alkali
persiilfatlar ve tipik olarak toplam monomerin agirligina bagh olarak, agirhikca %
0.01 ila 3.0 seviyesinde azobis siyaniirerik asit gibi suda ¢oziiniir azo bilesikleri gibi

kullamlabilir. Bir diizenlemede, baslatici, toplam monomerin agirlifina bagh olarak
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agirhikca % 0.5 ila % 1.5 araliginda bulunur. Ornegin, sodyum siilfoksilat formaldehit,
sodyum hidrosiilfit, izoakorbik asit, hidroksilamin siilfat ve sodyum bisiilfit gibi
uygun bir indirgeyici ile birlestirilmis ayni baglaticilan kullanan Redoks sistemleri,
istege bagh olarak 6rnegin metal iyonlan ile kombinasyon halinde, istege bagh olarak
ayrica metal i¢in kompleks yapici maddeler igeren demir ve bakir gibi benzer
seviyelerde kullanilabilir. Merkaptanlar gibi zincir transfer ajanlari, polimerlerin
molekiiler agirhigim azaltmak igin kullanilabilir. Monomer karignmi temiz veya su
icinde bir emiilsiyon halinde eklenebilir. Monomer karisimi, tek bir ilavede veya
¢oklu ilavelerde veya tekbicimli veya degisken bir bilesim kullanarak reaksiyon siiresi
boyunca siirekli olarak eklenebilir. Ornegin serbest radikal baglaticilar, oksidanlar,
indirgeyici ajanlar, zincir transfer ajanlari, nétrlestiriciler, siirfaktanlar ve dagiticilar
gibi ek bilesenler, agsamalarin herhangi birinden 6nce, bu sirada veya sonrasinda ilave
edilebilir. Cesitli diizenlemelerde, emiilsiyon polimeri, bilesimde farklilasan en az iki
agamanin swali bir sekilde polimerize edildigi cok asamali bir emiilsiyon
polimerizasyon islemi ile hazirlanabilir. Nihai polimerin molekiler agirhg,
yukaridaki molekiiler agirhk arahklarina girer. Emiilsiyon polimeri, pKb'si 4 1la 7
olan bir amin, bir alkali hidroksit ve bunlann kombinasyonlarindan olusan gruptan
secilen bir ndtrlestirici ile ndtrlestirilir, Notrlestirici olarak kullanilabilecek alkali
hidroksit ornekleri arasinda, bunlarla simirli olmamak iizere, sodyum hidroksit ve
potasyum hidroksit bulunur. 4 ila 7 arasinda bir pKb'ye sahip olan aminlerin érnekleri
arasinda, bunlarla simirh olmamak tizere, tromethamin, monoetanol amin, dietanol
amin ve trietanol amin bulunur. Cesitli diizenlemelerde, noétrlestirici agirlikca % 0 ila
% 100 amin icerebilir. Agirlikca % 0 ila% 100 arasindaki herhangi bir ve tiim
araliklar buraya dahil edilmistir ve burada aciklanmaktadir, 6rnegin, notrlestirici
agirlikca % 40, 50, 60 veya % 75 amin igerebilir. Cesitli diizenlemelerde, nitrlestirici
agirhikga % O ila % 100 alkali hidroksit icerebilir. Agirlikga % 0 ila% 100 arasindaki
herhangi bir ve tiim araliklar buraya dahil edilmistir ve burada agiklanmaktadir,

ornegin, notrlestirict agirlikca % 40, 50, 60 veya % 75 alkali hidroksit icerebilir.

Notralizasyondan ¢énce emiilsiyon polimerinin hesaplanan cam gecis sicakligi ("Tg"}
genellikle -20 ° C ila 30 ° C arasindadir. Buradaki polimerlerin Tg'leri Fox denklemi
kullanilarak hesaplananlardir (T.G. Fox, Bull. Am. Physics Soc., Cilt 1, Say1 3, sayfa
123 (1956)). Ornegin, M1 ve M2 monomerlerinin bir kopolimerinin Tg'sini

hesaplamak icin,
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ng‘l“;::E 1= wiMIETa(M) + wiM2yTaiM2)
burada
Tg (hesaplanan) kopolimeri i¢in hesaplanan cam gecig sicaklifidir
w (M1), kopolimer i¢indeki monomer M I'in agirlik oramidir.
w (M?2), kopolimer i¢cindeki monomer M2'nin agirhik oramdr,
Tg (M1), M1'in homopolimerinin cam gegis sicakligidir
Tg (M2), M2 homopolimerinin cam gegis sicakligidir,

tiim sicakliklar © K cinsindendir.

Homopolimerlerin cam gegis sicaklifi, ornegin, J. Brandrup ve E.H. Immergut,
Interscience Publishers tarafindan diizenlenen "Polimer El Kitabi" nda bulunabilir.
Her durumda, asafidaki homopolimer Tgs, asagidaki poliakidler icin Fox
denkleminin hesaplanmasinda kullamlacaktr: poli (metakrilik asit) Tg = 185 ° C; poli
(akrilik asit) Tg = 106 ° C; poli (itakonik asit) Tg = 154 ° C; ve poli (maleik anhidrit)
Tg=154°C.

Emiilsivon polimer partikiillerinin ortalama partikiil ¢api, Brookhaven Instrument
Corp., Holtsville, NY tarafindan saglanan bir Brookhaven Model BI-90 Partikiil Sizer
tarafindan ol¢iilen 30 nanometre ila 500 nanometre, tercihen 200 nanometre ila 400

nanometre arasindadar.

Sulu dokunmamus baglayici, emiilsiyon polimerine ek olarak, drnegin emiilgatorler,
pigmentler, dolgu maddeleri veya uzaticilar, anti-go¢ vardimcilan, sertlestirici
maddeler, birlestiriciler, yiizey aktif cisimleri, biyositler plastiklestiriciler,
organosilanlar, képiiklenme 6nleyici maddeler, korozyon &nleyiciler, renklendiriciler,
mumlar, diger polimerler ve antioksidanlar gibi geleneksel islem bilesenlerini

icerebilir.

Bu bulusun sulu bir ortaminda dagilabilir bir dokuma olmayan substrat olusturma
yonteminde, dokuma olmayan substrat sulu dokuma olmayan baglayici ile temas
ettirilir. Tipik olarak dokunmamis baglayicinin, yiizde olarak, % eklenti olarak da

bilinir, ifade edilen kuru agirlik esasina gore temas ettirilmis dokunmamis substratin
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orani, dokunmamus substratin kuvvetine ve istenen son kullanima bagl olarak
secilen% 1 ila% 235, tercihen% 1 ila% 10 arasindadir. Dokunmamus substrat, érnegin,
hava ya da havasiz piiskiirtme, dolgu, doygunluk, rulo kaplama, perde kaplama,
graviir baski ve benzen gibi geleneksel uygulama teknikleri kullanmlarak sulu dokuma
olmayan baglayici 1le temas ettirilir. Dokunmamis substrat, bir veya her ika yiizeye de
veya yakinina baglayici saglamak veya yapr boyunca esit olarak dagitilmms veya
dagitilmamak {iizere sulu dokunmamis baglayict ile temas ettirilebilir. Ayrica, sulu
dokunmamis baglayicinin, desenli bir dagilim istendiginde bir veya her iki yiizeye

diizgiin olmayan bir sekilde uygulanabilecegi de diisiiniilmektedir.

Bu bulusun bir sulu ortaminda dagilabilir bir dokuma olmayan substrat olusturma
yonteminde sulu dokuma olmayan baglayict ile temas ettirilen dokuma olmayan
substrat kabul edilebilir bir kuruluk seviyesine ulasmak i¢in yeterli bir siire igin 120 °
C ila 220 ° C, tercihen 140 ° C ila 180 ° C, "ve 1sitilir. Bir diizenlemede, bilesim bir
sicaklikta ve esasen kurumasi i¢in yeterli olan bir siire boyunca 1sitilir, ancak bilesimi

esas olarak sertlestirmez.

Bu bulusun bir sulu ortaminda dagilabilir bir dokunmamis substrat olusturma
yonteminde, temash 1sitilmis dokunmamis substrat, sulu bir ortamda dagilabilir bir
dokunmanus kumas temin etmek {izere cesitli diizenlemelerde son pH <5.5, son pH
3.0 ila 4.99 olan sulu bir ortama batirilir. Buradaki "son pH", temaslh i1sitilmis
dokunmami§s kumasin daldirldig sulu ortamin pH"Y1 (20 ° C'de Olciiliir) anlamina
gelir. Sulu ortamin gereken pH'sinin, 1s1tilmis islem gormiis dokunmamis maddeye
faydal bir 1slak mukavemet seviyesine katkida bulunduguna inamlmaktadir ve aynca
1s1tilmis islem gérmiis dokunmamis malzemenin depolanabildigr silme ¢ozeltileri ve
losyonlar gibi bazi bilesimler i¢in uygun bir pH'dir. Bir diizenlemede, sulu ortam bir
losyondur. Tipik olarak, sulu ortamin agirhgi, temas ettirilen 1sitilmis dokunmamis

substratin agirhgmin 0.1 ila 10'y, tercihen 0.5 ila 5 katdir.

Bu bulusun dagitalabilir dokunmamug lriinii daha sonra> 6.5 pH'da, tercihen> 6,5'lik
nihai bir pH'ta, tercihen 6.8 ila 10.0 arasinda bir son pH'ta sulu bir ortamin fazlalifina
batirilabilir. "Asirt miktarda bir sulu ortam”, burada sulu ortamin agirlhiginin,
dagilabilir dokunmanmis kumasin agurligindan daha biylk oldugu anlamina gelir.

Isitilmis islem gérmiis dokunmamis kumasin islak mukavemeti, belirlenmis pH
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degerinde (20 © C'de olciiliir) yeterince azalir, boylece daha kiigiik parcalardan, elyaf
agregalarindan, tek tek elyaflardan ve bunlarin karisimlarindan en az birine
ayrigmasim kolaylastinr. Elbette, uygulanabilecek herhangi bir mekanik kuvvet,
ornegin, muamele edilmis dokunmamis kumasin pH>6.5'da fazla su icinde
biriktirilmesi ve tuvalet temizleme isleminde oldugu gibi bir kesme kuvvetine maruz

birakilmasi gibi, bu dagitilabilirlik islemine yardimci olacaktir.

Bu bulusun diizenlemeleri, bebek, kisisel bakim ve temizlik bezleri gibi gesitli bezleri
yapmak i¢in kullanilabilir. PH degeri yaklasik 5 veya 6 olan diger mendiller de bu
bulusun diizenlemeleri kullanilarak vapilabilir.

Ornekler

Kullanmilan Kisaltmalar

AA= akrilik asit

EA= etil akrilat

TA= itakonik asit
MMA= metil metakrilat

Sty= stiren

Polimer Sentezi

Bir kangtinicl, kondansator, sicaklik monitorii, 1sitma mantosu ve azot girisi ile
donatilmis 5000 ml'lik yuvarlak tabanh bir siseye, daha sonra 85 °  C'ye 1sitilan 1850
gram deiyonize su ilave edildi. 800 gram deiyonize su, 26.7 gram Disponil FES 993
{bir poliglikol eter siilfat sodyum tuzu), 8.0 g itakonik asit, 16.0 gram stiren, 1424
gram etil akrilat ve 152 gram buzlu akrilik asitten bir monomer &n karisimi hazirlandi.
84 ° (C'de reaktdr suyuyla, 51 gram su icinde ¢oziilmiis 7.2 gram amonyum persiilfat
(APS) ilave edildi. On karisim beslemesi 12.1 g / dk'da basladi. 20 dakika sonra,
besleme hiz1 24.3 g / dak'ya yiikseltildi. Aym zamanda, 200 gram deiyonize su i¢inde
¢ozilmiis 2.4 gram amonyum persiilfat beslemesi 1.85 g / dk'da baslamustir.
Beslemeler tamamlandiktan sonra, seri yavasca 40 dakikadan yaklagik 75 °  C'ye

sogutuldu. Hedeflenen sicaklikta, 7 gram% 0.15 demir stilfat heptahidrat sulu ¢ozeltisi

10
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ilave edildi. Her iki 2.7 gram tBHP (% 70 sulu t-butil hidroperoksit ¢ozeltisi} 50 gram
deiyonize su ve 1.9 gram Bruggolite FF6 (Bruggaman Chemicals) icinde 50 gram
deiyonize su iginde bir saat boyunca beslenmistir. Harman oda sicaklhifina sogutuldu
ve siiziildi. Malzeme daha sonra % -25'lik bir kat1 madde elde etmek i¢in NaOH ile
notrlestirildi. Bu polimer, Omek 1'dir. Diger 6mekler ve kargilastirmali drnekler, ayni
islem kullanilarak, ancak degisken miktarlarda monomer, APS ve reaksiyon

sicakliklart (yaklasik 90 ©  C'ye kadar) kullanilarak hazirlandi.

Whatman 4 kagidi daha sonra cesitli baglayicilarla kaplandi ve Pure n' Gentle
bezlerinden ekstrakte edilen losyonda gerilme dayanim icin test edilmis ve pH degeri
~4 olan bir losyon verecek sekilde pH% 3 sitrik asit ile ayarlanmis ve pH degeri —~7-
8 olan musluk suyunda test edilmistir. Sonuclar, asagidaki Tablo 1 ve 2'de

gosterilmistir. Tim polimerler mol bazinda % 100 notralize edildi.

Tablo 1 - Whatman4 Filtre Kagidindaki Losyondaki Cekme Dayanim

Polimer A _ Ortalama Cekme Dayanmimi [Standard
Numune EA/Sty/AAIA  |NOUlestirici (9/2.54 cm (g/in) Sapma
Kargllastirmal
Arnek A 89/1/9.5/.5 Amonyak 2149.19 108.7
Karsilagtirmal
Arnek B 79/1/19.5/.5 Amonyak 4276.05 272.2
Karglilagtirmal . .
Arnek G 89/1/9.5/.5 Triethanol Amin 2036.39 276.6
Ornek 1 89/1/9.5/.5 NaOH 1301.01 106.9
Ornek 2 79/1/19.5/.5 NaOH 894.85 166.2
Ornek 3 89/1/9.5/.5 TromethAmin 740.36 147.6
Ornek 4 79/1/19.5/.5 TromethAmin 917.8
. 40% TromethAmin/60
Ornek 5 89/1/9.5/.5 o NaOH 1024.61 77.3
: 40% TromethAmin/60
Ornek 6 79/1/19.5/.5 o, NaOH 1022.75 169.1

Tablo 2- Whatman4 Filtre Kagidindaki Musluk Suyunda (ekme Dayanimi

Numune Eg}gt;r/ Apa  [Notrlestirici g&g?gngm(;gkfm; Dayanmmi g;apnrﬂ:rd
garsasimall lgg1/9.5/.5 Amonyak 2676.51 150.2
g?;i','(ag“’ma" 79/1/19.5/.5 Amonyak 4632.5 404.9
é?r?e','(aé“rma" 89/1/9.5/.5 Triethanol Amin 1736.34 947
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Ornek 1 89/1/9.5/.5 NaOH 200.47 57.7

Brnek 2 79/1/19.5/5 NaOH 24548 1616

Ornek 3 89/1/9.5/.5 TromethAmin 391.61 60.3

Ornek 4 79/1/19.5/.5 TromethAmin 390.37 103.9

Ornek 5 89/1/9.5/.5 40% TromethAmin/60% |55, g4 24.7
NaOH

Ornek 6 79/1/19.5/.5 f\ggg romethAmin/60% |97 og 96.4

Tablo 1 ve 2'den goriilebilecegi gibi, pKb arahiginda 4 ila 7 araliginda olmasina

ragmen, amonyak u¢uculugu nedeniyle nétrlestirici olarak kullamlamaz.

Cesitli nétrlestiricilerle notrlestirilmis farkli polimerler viskozite agisindan test

edilmistir. Sonuglar Tablo 3'te gosterilmektedir.

Tablo 3: Viskozite

. Polimer . - N % Molar . . |Viskozite 1- glin

Ornek EA/Sty//AA/IA Nétrlestirici (esdederler) Bazda Viskozite (cps)

Ornek 7 89/1/9.5/.5 TromethAmin 100 310 128

Ornek 8 89/1/9.5/.5 NaOH 100 362 25

-- 1.0 TromethAmin/1.0

Ornek 9 89/1/9.5/.5 NaOH 200 150 20

Kargilagtirmal .

Srnek D 79/1/19.5/.5 TromethAmin 100 gel gel

Kargilagtirmal

Amek B 79/1/19.5/.5 NaCOH 100 gel gel

Omek 10 791/19.5/.5 1.0 TromethAmin/1.0 154 4289 [2562
NaOH

Ormnek 11 84/11/14.5/.5 0.5 TromethAmin/0.5 |y 370 [370
NaOH

Tablo 3'ten goriilebilecegi gibi, agirlikga% 20 asit igeren polimerler ¢ok yiiksek

viskoziteye sahipti.

Agirlikca% 15 asit ve cesitli molekiiler agirliklara sahip olan polimer cozeltileri
viskozite agisindan test edilmistir. Her polimer, agirthikca % 84 EA, agirlikca% 1 Sty,
agirlikca % 14.5 AA ve agirlikca % 0.5 1A igeriyordu. Tum polimerler,% 40 esdeger
trometamin ve% 60 esdeger sodyum hidroksit ile nétralize edildi. Polimerler, ¢esitli
miktarlarda APS ile cesitli sicakliklarda hazirlandi. Katilarin miktan, nétrlegtirmeden
sonra baglayic1 c¢ozeltideki katlarin agirlik yiizdesini yansitir. Sonuglar Tablo 4'te

gosterilmektedir.
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Tablo 4: Farkli Molekiiler Agirhiklar ile% -25 Polimer Soliisyonunun Viskozitesi

Srnek  IMw Mn  |PDI E%?ksiyon Sicakhgi J(ZF)’S (g(::gzs?nebilirviskozite ggﬁg]r;rrn(tiz)Kah
?2’"9" 350000[14000[24.7[84 1 932 24.5
?é”ek 285000(13000[22.5(86 1 560 24.1
?;”EK 2430001200021 (90 1 |ass 24,2
?g”ek 202000[13000[16 |88 125 |196 24.0
?é”ek 1520001100014 |86 15 |86 24.2
?7’”8" 131000[11000[11.790 15 |54 23.7

Whatman4 kagidina kaplanmis % 15'ik bir asit polimerinin gerilme direnci, cesithi
pH'larda ol¢iilmiistir. Kaplanmis Whatman4 kagidinin seritleri kesildi (2.54 cm x
10.16 cm (1 x x 4 ing)) ve 30 dakika boyunca farkli pH'lara sahip ¢ozeltilere batirildi.
Seritler daha sonra kuru lekelendi ve dayamiklilik acisindan test edildi. Polimer,

agirlikca % 84 EA, agirlikca % 1 Sty, agirhikca % 14.5 ihtiva etmistir.

AA ve agirhik olarak % 0.5 IA ve% 100 sodyum hidroksit ile notralize edildi.

Sonuglar Tablo 5'te gosterilmektedir.

Tablo 5: GerilmeDayammu vs. pH

pH |[Gerilme (g/2.54 cm) ({g/in})

3.03{1354.032

3.95(1378.493

4.93|1136.73

6.01/844.746

6.93422.157

Tablo 5'ten goriilebilecegi gibi, gerilme dayanim pH’daki artigla birlikte neredeyse
Tye ulagildi.

Agirhikca% 84 EA, agirlikca% 1 Sty, agirhkca % 14.5 AA ve agirthkca % 0.5 TA
iceren polimerlerin, katilarin bir fonksiyonu olarak ¢esitli molekiiler agirliklara sahip
ve notrlestirmeden sonra ¢esitli miktarlarda katt iceren baglayicilari, 2.273 litrede

tretildi. (500 galon) reaktor. Her baglayict % 100 sodyum hidroksit ile nétralize
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edildi. Baglayicilar, 60 rpm'de bir Brookfield Spindle 3 kullanilarak viskozite

acisindan test edildi. Sonuglar Tablo 6-7'de gosterilmektedir.

Tablo 6 - 285000 Molekiiler Agirhiga Sahip Polimerlere Sahip Baglayic1 Viskozitesi

Katilar (%)|Viskozite (cps)
23.8 220

23 180

22 146

21 104

20 62

Tablo 7 - 350000 Molekiiler Agirli§a Sahip Polimer Igeren Baglayicilarin Viskozitesi

Katilar (%)|Viskozite (cps)
20.5 320

19.5 170

19 135

18.5 110

18 98

17.5 89

17 75

Asagdaki Tablo 8, Tablo 9, 10, 11 ve 12'deki viskozite testlerinde kullanilan
polimerlerin 6zelliklerini gostermektedir. Tablo 8'deki toplam katilar, nétrlestirmeden
onceki polimer igindir. Tablo 9, Tablo 8'deki segilen numunelerin agirhk ve sayl

ortalama molekiiler agirliklarini géstermektedir.

Tablo 8: Viskozite Testleri i¢in Baglayicilarda Kullanilan Polimerlerin Tanimi

Numune Polimer EA/Sty/AA/IAJAPS (ag. %)|Toplam Katilar {(ag. %)|Parca Boyutu
Ornek 18 84/1/14.5/0.5 0.6 43.6 337
Ornek 19 89/1/9.5/0.5 0.6 43.8 296
Ornek 20 89/1/9.5/0.5 0.4 43.3 278
Karsilastirmali Ornek F|[84/1/14.5/0.5 0.4 43.7 305
Karsilastirmali Ornek G|84/1/12/0.5 0.5 43.7 289

Tablo 9: Polimerlerin Molekiiler Agirliklar:

Numune Mw, g/molMn, g/molliyilesme (%)
Ornek 18 842,000 [55,000 [96.1
Ornek 20 802,000 |56,000 [87.9
Karsilastirmali Ornek F|726,000 [56,000 [77.9

Tablo 10-13'teki tiim baglayicilar, trietanol amin ile% 100 ndtralize edildi.
Viskoziteler bir Brookfield # 4 1s mili kullamilarak dl¢iilmiuistiir. Bir 'hata’ gbstergesi,

formiillasyonun viskozitesinin belirli bir rpm'de Olciim cihazinin 6zelliklerinin
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otesinde oldugu anlamina gelir. Bu is mili ile dl¢ililebilen maksimum viskoziteler, 20

rpm'de 10,000 cps, 50 rpm'de 4000 cps ve 100 rpm'de 2000 cps'dir.

Tablo 10: % 5 Kat1 Polimer Igeren Binder Formiilasyonunun Viskozitesi

Formllasyon sonrasi Stabilizasyon sonrasi
viskozite viskozite
Polimer K’P‘;s'd’ % pH |20 rpm |50 rppm [100 rpm |20 rpm |50 rpm [100 rpm
Ornek 18 15/0.6 7.64/1265.5 [180.0 [153.8 75.0 52.5 37.5
Ornek 19 10/0.6 7.65|75.0 30.0 15.0 56.3 22.5 15.0
Ornek 20 10/0.4 8.34|75.0 45.0 18.8 37.5 22,5 11.3
Karsilagtirmah Ornek F [15/0.4 Hata Hata Hata
Kargilagtirmal Orek G |12.5/0.5 Hata Hata Hata

Tablo 11:% 10 Kat Polimer iceren Binder Formiilasyonunun Viskozitesi

Formilasyon sonrasi Stabilizasyon sonrasi
viskozite viskozite
Polimer ‘;/::Pﬁésn/% pH 20 rpm |50 rpm (100 rpm |20 rpm |50 rpm (100 rpm
Ornek 18 15/0.6 7.28/4106.0 (2325 1350 225 195 168.8
Ornek 19 10/0.6 7.78/168.8 (135 80 131.3 |82.5 60
Ornek 20 10/0.4 7.59/637.0 [390.7 |277.5 1125 [82.5 67.5
Kargilagtirmah Ornek F [15/0.4 Hata Hata Hata
Kargilagtirmali Ornek G 12.5/0.5 Hala |Hata |Hata

Tablo 12:% 15 Kat1 Polimer igeren Binder Formiilasyonunun Viskozitesi

Formilasyon sonrasi Stabilizasyon sonrasi
viskozite viskozite
Polimer Z’P‘;s't"% pH (20 rpm |50 rpm (100 rpm (20 rpm |50 rpm |100 rpm
Ornek 18 15/0.6 7.81- - - 6506  |247  |Hata
Ornek 19 10/0.6 7.53|12306.0 1942 1228 431 277 210
Ornek 20 10/0.4 7.52/14810.0 |2857 1942 318.8 (240 213.8
Karsilastirmah Ornek F [15/0.4 Hata Hata Hata
Kargilagtirmah Qrnek G [12.5/0.5 Hata Hata Hata

Tablo 13:% 20 Kat Polimer Iceren Binder Formiilasyonunun Viskozitesi

Formiilasyon sonrasi

Stabilizasyon sonrasi

viskozite viskozite
Polimer e pH 20 50 100 |20 50 100
Ornek 18 15/0.6 7.14|Hata Hata Hata Hata Hata Hata
Ornek 19 10/0.6 7.32Hata Hata Hata 957 660 483
Ornek 20 10/0.4 7.45Hata Hata Hata  |2437 1620  [1181
Kargilagstirmah Ornek F [15/0.4 Hata Hata Hata jel el jel
Kargilagtirmah Ornek G [12.5/0.5 Hata Hata Hata jel el jel
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Tablo 10-13'ten goriilebilecegi gibi, arzu edilen bir viskoziteye ulasmak icin agirlikca
% 15-20 kat1 polimer iceren formiilasyonlar igin asit seviyelerinin diisitk olmasi

gerekir.

Test yontemleri

Test yontemleri asagidakileri icerir: Viskozite

Viskozite, belirtilen rpm'de ayarlanmus bir Brookfield Mil kullamlarak oda

sicaklhiginda bir Brookfield DV-I + Viskozimetre kullanilarak dl¢tilmiigtiir.

Molekiiler agirhik

Molekiiler agirlik, boyut dislama kromatografisi (SEC) kullanilarak dl¢iilmiistiir. SEC
numuneleri, yaklasik 2 mg / mL konsantrasyonda THF / FA'ye (100: 5 hacim / hacim)
lateks numuneleri getirilerek hazirlandi. Hazirlanan kanigimlar, ortam sicakliinda
gece boyunca mekanik bir calkalayicida calkalandi ve daha sonra 3 giin daha
bekletildi. Karisimlar, SEC analizinden 6nce 0.45 pm'lik bir PTFE filtresinden filtre
edildi. SEC ayrilmalar1, bir HPLC pompa sistemine ve oda sicakliginda calistirilan bir
diferansiyel refraktometreye sahip olan bir s1vi kromatografi iizerinde gerceklestirildi.
SEC ayirma, THF / FA'de (100: 5 hacim / hacim) 1 mL / dk akis hizinda, iki Shodex
KF-806L kolonundan (300x8 mm ID) ve bir ¢apraz bagli PS-DVB jeli ile paketlenmis
Shodex KF-800D'den (300x8 mm ID) olusan bir SEC kolonu seti kullanilarak
gerceklestirildi. Capraz baglanmis PS-DVB jel ile paketlenmis mm 1D (partikiil
bilyiikliigli 10 pm) Numunenin enjeksiyon hacmi SEC ayrilmasi i¢in 100 pL idi.
Asgari olarak, her bir numunenin ¢ift enjeksiyonlart SEC ayirma isleminin iyi bir
sekilde tekrarlanabilirligini dogrulamak i¢in yapildi. Numune molekiiler agirlik
hesaplamas1 icin bir kalibrasyon egrisi olusturmak icin ticari olarak temin edilebilen

polistiren dar standartlar kullamlmistir.

Gerilme direnci

Cekme dayanimi dokuz 2.54 cm (1 ing) x 10.16 cm (4 ing) seritlerde 50 gramlik bir
Losyon igerisine 30 dakikalik bir emmeden sonra CD seritlerinde dl¢tlmistiir, burada
pH% 3 sitrik asit kullanarak ve ayrica ayn olarak 110 ppm sodyum bikarbonat ile pH

7'ye ayarlanmis musluk suyunda tutuldu. Cekme dayanimim 6lgmek icin bir Thwing
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Albert EJA c¢ekme test cihazi kullamilmistir. Asagidaki ayarlara sahipti: Gage
Uzunlugu - 5.08 cm (2 ing), Test Hizi - 3048 (12 in¢ / dakika), Yokus Egimi
Uzatmas: -% 90 ve Kol Yiki - 0.02 kg.

Mevcut bulus, temel dzelliklerinden ayrilmadan bagka formlarda diizenlenebilir ve
buna gore, yukarida belirtilen spesifikasyondan ziyade, mevcut bulusun kapsamim

gosteren ekli istemlere atifta bulunulmalidir.
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